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Wytwarzanie i optymalizacja komponentow fotonicznych za pomoca wiazki

elektronowej i jonowej poprzez polimeryzacje cieczy jonowych
(opis popularnonaukowy)

Projekt pt. Wytwarzanie i optymalizacja komponentow fotonicznych za pomocq wiqzki elektronowej i
jonowej poprzez polimeryzacje cieczy jonowych poswiecony jest nowym materialom polimerowym
dla wysokorozdzielczej technologii wzorowania powierzchni wedtug projektu na planarnym podiozu
np. krzemowym lub szklanym. Struktur¢ w warstwie otrzymuje si¢ poprzez selektywne naswietlanie
wiagzka elektronowg lub jonowa, ktora zmienia jej wlasciwosci w miejscu oswietlenia.

W ostatnich latach zapotrzebowanie na nowe metody nano- i mikrostrukturyzacj¢ wzrosto ze
wzgledu na rosnaca liczbe nowych zastosowan polimerow w fotonice. Szczegdlnym
zainteresowaniem ciesza si¢ polimerowe czujniki i bioczujniki, stwarzajac potrzebg stworzenia
platformy materialowej do budowania tanich i jednorazowych uktadéw. Polimery ogélnie s3
platforma materialowa, ktora moze budowa¢ zar6wno komponenty pasywne jak i aktywne, a poprzez
modyfikacje 1 domieszkowanie polimery nie tracg cech polimeru, a jednocze$nie zyskuja nowa
funkcjonalnos$¢.

Materialy wytypowane do nowej metody to ciecze jonowe, definiowane jako sole sktadajace si¢ z
oddzielnych kationow i aniondéw, ktorych temperatura topnienia jest ponizej 100°C, ktore ze
wzgledu na specyficzng strukture, tworza unikalng platform¢ architektoniczng, na ktorej,
przynajmniej potencjalnie, mozna modyfikowa¢ wilasciwosci zaré6wno kationu jak 1 anionu,
dopasowujac materiat do zastosowania. Ze wzgledu na bardzo niska preznos¢ par mozliwe stato si¢
takze umieszczanie cieczy jonowych w komorach wysokoprézniowych oraz wykorzystanie takich
procesow jak naparowanie warstw metalicznych 1 dielektrycznych.

W projekcie wykorzystamy zdolnos¢ zaprojektowanych cieczy jonowych do polimeryzowania pod
wplywem wigzki elektronowej 1 jonowej] w komorze wysokoprozniowego dwuwigzkowego
mikroskopu elektronowego. Bardzo maty rozmiar wigzki (rzedu dziesigtek nanometrow) przyczyni
si¢ do tworzenia wysokorozdzielczego wzoru w warstwie. Analiza tego procesu pozwoli zrozumiec¢
efekty zachodzace w warstwie 1 udoskonali¢ samg ciecz jonowa. Niespolimeryzowane monomery
zostang wyplukane z warstwy przy pomocy wody lub alkoholu, podobnie jak w procesie litografii
optycznej lub elektronowej gdzie wyplukiwanie/ rozpuszczanie odbywa si¢ za pomoca
wywoltywaczy. Metoda bedzie testowana na czystych cieczach jonowych, ich mieszaninach oraz na
cieczach domieszkowanych lub modyfikowanych. Domieszki w postaci aktywnych i pasywnych
nanokrysztatow wprowadzg dodatkowe funkcjonalnosci. W projekcie zbadamy takze mozliwosé
wykorzystania matryc do procesu replikacji (nanoimprint).

Projekt bazuje na wspolpracy dwoch grup: Wroctawskiego Centrum Badan EIT+ oraz Fundacji
Uniwerstytetu A.Mickiewicza w Poznaniu. Prace badawcze obejmuja projektowanie cieczy,
nanokrysztatow, synteze, charakterystyke materialowa, symulacje komputerowe, polimeryzacje w
komorze mikroskopu elektronowego oraz wytworzenie podstawowych struktur fotonicznych i ich
charakteryzacje.



